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(57) Abstract:

(EN): A filmincluding alayer formed from aresin composition comprising a polyamide compound (A) and aresin (B), wherein
the polyamide compound (A) comprises. 25-50mol% of diamine units, including not less than 50mol% of a specific diamine unit;
25-50mol% of dicarboxylic acid units, including not less than 50mol% of a specific dicarboxylic acid unit; and 0.1-50mol% of a
specific constituent unit.

(FR): L'invention concerne un film comprenant une couche formée d'une composition de résine comprenant un composé
polyamide (A) et une résine (B), le compose polyamide (A) comprenant 25-50 % en moles d'unités diamine, ne comprenant pas



moins de 50 % en moles d'une unité diamine spécifique ; 25-50 % en moles d'unités acide dicarboxylique, ne comprenant pas
moins de 50 % en moles d'une unité acide dicarboxylique spécifique ; et 0,1-50 % en moles d'une unité constitutive spécifique.
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